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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）２－｛２－クロロ－４－メシル－３－〔（テトラヒドロフラン－２－イルメトキ
シ）メチル〕ベンゾイル｝シクロヘキサン－１，３－ジオンと、
　（ｂ）ベンゾイソチアゾリノン誘導体、ベンズアミド誘導体、ベンゾチアゾール誘導体
、ベンゾオキサゾリノン誘導体、ベンゾオキサジン誘導体、チアジニル、イソプロチオラ
ン、ヘキサメチレンテトラミン、シュウ酸カリウム及びバニリン誘導体より成る群から選
ばれる少なくとも１種の化合物を組み合わせて成る薬害軽減された除草剤組成物であって
、
　前記ベンゾイソチアゾリノン誘導体が、１，２－ベンゾイソチアゾリン－３－オン及び
そのナトリウム塩、プロベナゾール並びにサッカリンから成る群から選択され、
　前記ベンズアミド誘導体が、フタルイミド及びベンズアミドから成る群から選択され、
　前記ベンゾオキサゾリノン誘導体が、２－ベンゾオキサゾリノンであり、
　前記ベンゾチアゾール誘導体が、２－ヒドロキシベンゾチアゾールであり、
　前記ベンゾオキサジン誘導体が、２Ｈ－１，４－ベンゾオキサジン－３（４Ｈ）－オン
及びイサト酸無水物から成る群から選択され、
　前記バニリン誘導体が、バニリン、バニリン酸、バニリルアルコール及びエチルバニリ
ンから成る群から選択されるものである、除草剤組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】



(2) JP 5213320 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

【０００１】
　本発明は、薬害軽減された除草剤組成物に関する。詳しくは、除草活性を有する化合物
と薬害軽減作用を有する特定の化合物から成る薬害軽減された除草剤組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　除草性ベンゾイルシクロヘキサジオン類はいくつかの文献で知られている（例えば、特
許文献１～４）。
【０００３】
　そして、このベンゾイルシクロヘキサジオン類の１つである、２－｛２－クロロ－４－
メシル－３－〔（テトラヒドロフラン－２－イルメトキシ）メチル〕ベンゾイル｝シクロ
ヘキサン－１，３－ジオン（一般名：テフリルトリオンと略記する）は、優れた除草活性
を有するが、使用条件、施用場面、施用量、対象作物等々により、多少とも作物に対して
薬害を生じるという問題を有している。従って、このような薬害を抑えるために薬害軽減
作用を有する化合物の探索と発見が望まれている。
【特許文献１】ＷＯ　９８／２９４０６
【特許文献２】ＷＯ　００／２１９２４
【特許文献３】ＷＯ　０１／０７４２２
【特許文献４】ＷＯ　２００４／０６３１８７
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明者らは、下記に示す組み合わせが、除草活性化合物の示す作物に対する薬害作用
を軽減させると共に、所望の除草効果を現わすことを見い出し、本発明を完成した。
【０００５】
　かくして、本発明は、
（ａ）２－｛２－クロロ－４－メシル－３－〔（テトラヒドロフラン－２－イルメトキシ
）メチル〕ベンゾイル｝シクロヘキサン－１，３－ジオンと、
（ｂ）ベンゾイソチアゾリノン誘導体、ベンズアミド誘導体、ベンゾチアゾール誘導体、
ベンゾオキサゾリノン誘導体、ベンゾオキサジン誘導体、チアジニル、イソプロチオラン
、ヘキサメチレンテトラミン、シュウ酸カリウム及びバニリン誘導体より成る群から選ば
れる少なくとも１種の化合物を組み合わせて成る薬害軽減された除草剤組成物を提供する
ものである。
【０００６】
　本発明によれば、驚くべきことに、上記（ａ）の除草性化合物と（ｂ）の化合物を組み
合わせて用いると、（ａ）の除草性化合物による薬害作用を（ｂ）の化合物が軽減するこ
とができ、除草性化合物の施用が困難であった作物栽培地域においても、それの使用がで
きるという極めて有用な効果を現わす。また（ｂ）の化合物の斯る薬害軽減作用もこれま
で知られていなかった新規で、且つ極めて有用なものであることが判明した。
【０００７】
　（ｂ）の化合物のうち、ベンゾイソチアゾリノン誘導体の例としては、１，２－ベンゾ
イソチアゾリン－３－オン及びそのナトリウム塩、プロベナゾール、サッカリンを挙げる
ことができる。
【０００８】
　ベンズアミド誘導体の例としては、フタルイミド、ベンズアミドを挙げることができる
。
【０００９】
　ベンゾチアゾール誘導体の例としては、２－ヒドロキシベンゾチアゾールを挙げること
ができる。
【００１０】
　ベンゾオキサゾリノン誘導体の例としては、２－ベンゾオキサゾリノンを挙げることが
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できる。
【００１１】
　ベンゾオキサジン誘導体の例としては、２Ｈ－１，４－ベンゾオキサジン－３（４Ｈ）
－オン、イサト酸無水物を挙げることができる。
【００１２】
　バニリン誘導体の例としては、バニリン、バニリン酸、バニリルアルコール、エチルバ
ニリンを挙げることができる。
【００１３】
　（ｂ）の化合物は、有機化学の分野でよく知られたものである。
【００１４】
　（ｂ）の化合物は、それ自身、薬害軽減作用を有し、本発明の薬害軽減された除草剤組
成物において、（ａ）の除草性化合物と（ｂ）の化合物の混合割合は、除草性化合物の種
類、該組成物の適用時期、適用地域、施用方法等に応じて比較的広い範囲内で変えること
ができるが、一般には、（ａ）の除草性化合物１重量部当たり、（ｂ）の化合物０．００
１～５重量部、好ましくは、０．００４～３重量部の割合で使用することができる。
【００１５】
　本発明の薬害軽減された除草剤組成物の最も好ましい特徴は、作物－雑草間の選択的除
草作用を現わすことができることである。そしてこのような選択的除草作用により、本発
明の該組成物は、下記の植物との間で使用することができる。
【００１６】
　双子葉雑草の属：カラシ（Ｓｉｎａｐｉｓ）、マメグンバイナズナ（Ｌｅｐｉｄｉｕｍ
ｕ）、ヤエムグラ・キヌタソウ（Ｇａｌｉｕｍ）、ハコベ（Ｓｔｅｌｌａｒｉａ）、アカ
ザ・アリタソウ（Ｃｈｅｎｏｐｏｄｉｕｍ）、イラクサ（Ｕｒｔｉｃａ）、ハンゴンソウ
・ノボロギク・キオン（Ｓｅｎｅｃｉｏ）、ヒユ・ハゲイトウ（Ａｍａｒａｎｔｈｕｓ）
、スベリヒユ・マツバボタン（Ｐｏｒｔｕｌａｃａ）、オナモミ（Ｘａｎｔｈｉｕｍ）、
アサガオ（Ｉｐｏｍｏｅａ）、ミチヤナギ（Ｐｏｌｙｇｏｎｕｍ）、ブタクサ（Ａｍｂｒ
ｏｓｉａ）、ノアザミ・フジアザミ（Ｃｉｒｓｉｕｍ）、ノゲシ（Ｓｏｎｃｈｕｓ）、イ
ヌガラシ（Ｒｏｒｉｐｐａ）、オドリコソウ（Ｌａｍｉｕｍ）、クワガタソウ・イヌノフ
グリ（Ｖｅｒｏｎｉｃａ）、チョウセンアサガオ（Ｄａｔｕｒａ）、スミレ・パンジー（
Ｖｉｏｌａ）、チシマオドロ（Ｇａｌｅｏｐｓｉｓ）、ケシ（Ｐａｐａｖｅｒ）、ヤグル
マギク（Ｃｅｎｔａｕｒｅａ）、ハキダメギク（Ｇａｌｉｎｓｏｇａ）、キカシグサ（Ｒ
ｏｔａｌａ）、アゼナ（Ｌｉｎｄｅｒｎｉａ）等。
【００１７】
　双子葉栽培植物の属：ワタ（Ｇｏｓｓｙｐｉｕｍ）、ダイズ（Ｇｌｙｃｉｎｅ）、フダ
ンソウ・サトウダイコン（Ｂｅｔａ）、ニンジン（Ｄａｕｃｕｓ）、インゲンマメ・アオ
イマダ（Ｐｈａｓｅｏｌｕｓ）、エンドウ（Ｐｉｓｕｍ）、ナス・ジャガイモ（Ｓｏｌａ
ｎｕｍ）、アマ（Ｌｉｎｕｍ）、サツマイモ・アサガオ（Ｉｐｏｍｏｅ）、ソラマメ・ナ
ンテンハギ（Ｖｉｃｉａ）、タバコ（Ｎｉｃｏｔｉａｎａ）、トマト（Ｌｙｃｏｐｅｒｓ
ｉｃｏｎ）、ナンキンマメ（Ａｒａｃｈｉｓ）、アブラナ・ハクサイ・カブラ・キャベツ
（Ｂｒａｓｓｉｃａ）、アキノノゲシ（Ｌａｃｔｕｃａ）、キュウリ・メロン（Ｃｕｃｕ
ｍｉｓ）、カボチャ（Ｃｕｃｕｒｂｉｔａ）等。
【００１８】
　単子葉雑草の属：ヒエ（Ｅｃｈｉｎｏｃｈｌｏａ）、エノコロ・アワ（Ｓｅｔａｒｉａ
）、キビ（Ｐａｎｉｃｕｍ）、メヒシバ（Ｄｉｇｉｔａｒｉａ）、アワガエリ・チモシー
（Ｐｈｌｅｕｍ）、イチゴツナギ・スズメノカタビラ（Ｐｏａ）、ウシノケグサ・トボシ
ガラ（Ｆｅｓｔｕｃａ）、オヒシバ・シコクビエ（Ｅｌｅｕｓｉｎｅ）、ドクムギ（Ｌｏ
ｌｉｕｍ）、キツネガヤ・イヌムギ（Ｂｒｏｍｕｓ）、カラスムギ・オートムギ（エンバ
ク）（Ａｖｅｎａ）、カヤツリグサ・パピルス・シチトウイ・ハマスゲ（Ｃｙｐｅｒｕｓ
）、モロコシ（Ｓｏｒｇｈｕｍ）、カモジグサ（Ａｇｒｏｐｙｒｏｎ）、コナギ（Ｍｏｎ
ｏｃｈｏｒｉａ）、テンツキ（Ｆｉｍｂｒｉｓｔｙｌｉｓ）、オモダカ・クワイ（Ｓａｇ
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ｉｔｔａｒｉａ）、ハリイ・クログワイ（Ｅｌｅｏｃｈａｒｉｓ）、ホタルイ・ウキヤグ
ラ・フトイ（Ｓｃｉｒｐｕｓ）、スズメノヒエ（Ｐａｓｐａｌｕｍ）、カモノハシ（Ｉｓ
ｃｈａｅｍｕｍ）、ヌカボ（Ａｇｒｏｓｔｉｓ）、スズメノテッポウ（Ａｌｏｐｅｃｕｒ
ｕｓ）、ギョウギシバ（Ｃｙｎｏｄｏｎ）等。
【００１９】
　単子葉栽培植物の属：イネ（Ｏｒｙｚａ）、トウモロコシ・ポップコーン（Ｚｅａ）、
コムギ（Ｔｒｉｔｉｃｕｍ）、オオムギ（Ｈｏｒｄｅｕｍ）、カラスムギ・オートムギ（
エンバク）（Ａｖｅｎａ）、ライムギ（Ｓｅｃａｌｅ）、モロコシ（Ｓｏｒｇｈｕｍ）、
キビ（Ｐａｎｉｃｕｍ）、サトウキビ・ワセオバナ（Ｓａｃｃｈａｒｕｍ）、パイナップ
ル（Ａｎａｎａｓ）、アスパラガス（Ａｓｐａｒａｇｕｓ）、ネギ・ニラ（Ａｌｌｉｕｍ
）等。
【００２０】
　更に、本発明の該組成物は、上記植物間に限定されることはなく、他の植物に対しても
同様に適用することができる。
【００２１】
　また、本発明の該組成物は、多年生植物栽培において、雑草防除のために使用すること
ができ、例えば、植林、観賞用植林、果樹園、ブドウ園、カンキツ果樹園、ナッツ果樹園
、バナナ栽培場、コーヒー栽培場、茶栽培場、ゴム栽培場、ギネアアブラヤシ栽培場、コ
コア栽培場、小果樹園、ホップ栽培地等に適用することができ、更に、一年生植物栽培に
おいて、選択的雑草防除のために適用できる。
【００２２】
　本発明の該組成物は、雑草防除のために使用するに際して、通常の製剤形態にすること
ができる。その製剤形態としては、例えば、粉剤、粒剤、水和剤、顆粒水和剤、乳剤、フ
ロアブル（水性懸濁）製剤、エマルション製剤、ジャンボ剤、浮遊性粒剤（水面展開剤）
等を挙げることができる。
【００２３】
　これらの製剤はそれ自体既知の方法によって調製することができる。例えば、前記（ａ
）の除草性化合物及び（ｂ）の化合物を、固体又は液体の担体又は希釈剤、必要な場合に
は、界面活性剤やその他の製剤用補助剤と混合することによって本発明に従う製剤を調製
することができる。
【００２４】
　本発明の組成物の製剤化に際して用い得る固体担体及び／又は固体希釈剤としては、例
えば、クレー、カオリン、タルク、炭酸カルシウム、珪藻土、ゼオライト、ベントナイト
、酸性白土、活性白土、アタパルガスクレー、バーミキューライト、パーライト、軽石、
硅砂、硅石等の鉱石を原料とする無機物質；
親水性シリカ、疎水性シリカ、ケイ酸カルシウム等のホワイトカーボン、合成ゼオライト
、二酸化チタン等の合成品；
大豆粉、タバコ粉、トウモロコシ穂軸粉、クルミ粉、小麦粉、木粉、でんぷん、結晶セル
ロース等の植物性有機物質；
クマロン樹脂、石油樹脂、アルキッド樹脂、ポリアルキレングリコール、ケトン樹脂、エ
ステルガム等の合成又は天然の高分子化合物；
カルナバロウ、蜜ロウ等のワックス類；
尿素、乳糖、ショ糖、硫酸アンモニウム、塩化カリウム等の水溶性物質が例示できる。
【００２５】
　適当な液体担体及び／又は液体希釈剤としては、例えば、
ヤシ油、菜種油、コーン油、大豆油、米ぬか油等の油脂類；
ケロシン、鉱油、スピンドル油、ホワイトオイル、ノルマルパラフィン、イソパラフィン
、ナフテン等のパラフィン系もしくはナフテン系炭化水素系溶剤；
キシレン、アルキルベンゼン、アルキルナフタレン等の芳香族炭化水素系溶剤；
エタノール、ベンジルアルコール、イソプロパノール、シクロヘキサノール等のアルコー
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ル類；
エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ポリエチレングリ
コール等の多価アルコール類；
エチレングリコールエチルエーテル、エチレングリコールフェニルエーテル、ジエチレン
グリコールエチルエーテル、ジエチレングリコールブチルエーテル等のエーテルアルコー
ル類；
メチルエチルケトン、ジイソブチルケトン、シクロヘキサノン、アセトフェノン、イソホ
ロン、γ－ブチロラクトン等のケトン類；
ヤシ油脂肪酸メチルエステル等の脂肪酸メチルエステル、コハク酸ジメチルエステル、グ
リタミン酸ジメチルエステルやアジピン酸ジメチルエステル等の二塩基酸メチルエステル
、酢酸エチル、酢酸アミル、エチレングリコールアセテート、ジエチレングリコールアセ
テート等のエステル類；
ジオキサン、テトラヒドロフラン等のエーテル類；
ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ－アルキルピ
ロリドン等の極性溶媒あるいは水等が例示できる。
【００２６】
　その他に有効成分の乳化、分散、湿潤、拡展、分解防止、効力増強等の目的及び／又は
製剤物性の改良（崩壊性調節、流動性改善、凍結防止、耐雨性付与等）の目的で、界面活
性剤、結合剤及びその他の補助剤を使用することができる。使用し得る界面活性剤として
は、非イオン性、陰イオン性、陽イオン性及び両性イオン性のいずれのタイプの化合物で
も使用し得るが、通常は非イオン性及び／又は陰イオン性の化合物が使用される。適当な
非イオン性界面活性剤としては、例えば、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシアルキ
レンソルビタン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル；ポリオキシアルキレン脂肪酸エ
ステル、ポリオキシアルキレン樹脂酸エステル、ポリオキシアルキレン脂肪酸ジエステル
；ポリオキシアルキレンひまし油、ポリオキシアルキレン硬化ひまし油；ポリオキシアル
キレンアルキルエーテル；ポリオキシアルキレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシ
アルキレンジアルキルフェニルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルフェニルエーテ
ルホルマリン縮合物；ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロックポリマー、ア
ルキルポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロックポリマーエーテル、アルキル
フェニルポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロックポリマーエーテル；ポリオ
キシアルキレンアルキルアミン、ポリオキシアルキレン脂肪酸アミド；ポリオキシアルキ
レンベンジルフェニル（又はフェニルフェニル）エーテル、ポリオキシアルキレンスチリ
ルフェニル又はフェニルフェニル）エーテル；ポリオキシアルキレンエーテル及びエステ
ル型シリコン及びフッ素系界面活性剤等を挙げることができる。
【００２７】
　また、適当な陰イオン性界面活性剤としては、例えば、アルキルサルフェート塩、ポリ
オキシアルキレンアルキルエーテルサルフェート塩、ポリオキシアルキレンアルキルフェ
ニルエーテルサルフェート塩、ポリオキシアルキレンベンジル（又はスチリル）フェニル
（又はフェニルフェニル）エーテルサルフェート塩、ポリオキシエチレン・ポリオキシプ
ロピレンブロックポリマーサルフェート塩；パラフィン（アルカン）スルホネート塩、ア
ルファオレフィンスルホネート塩、ジアルキルスルホサクシネート塩、アルキルベンゼン
スルホネート塩、モノ又はジアルキルナフタレンスルホネート塩、ナフタレンスルホネー
ト・ホルマリン縮合物塩、アルキルジフェニルエーテルジスルホネート塩、リグニンスル
ホネート塩、ポリオキシアルキレンアルキルフェニルエーテルスルホネート塩、ポリオキ
シアルキレンエーテルスルホコハク酸ハーフエステル塩；脂肪酸塩、Ｎメチル脂肪酸サル
コシネート、樹脂酸塩；ポリオキシアルキレンアルキルエーテルホスフェート塩、ポリオ
キシアルキレンモノ又はジアルキルフェニルエーテルホスフェート塩、ポリオキシアルキ
レンベンジル（又はスチリル）化フェニル（又はフェニルフェニル）エーテルホスフェー
ト塩、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロックポリマーホスフェート塩；ポ
リアクリル酸塩、ポリカルボン酸塩等を挙げることができる。
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【００２８】
　陽イオン性界面活性剤としてはアルキルトリメチルアンモニウムクロライド、メチル・
ポリオキシエチレン・アルキルアンモニウムクロライド、アルキル・Ｎメチルピリジニウ
ムブロマイド、モノ又はジアルキルメチル化アンモニウムクロライド、アルキルペンタメ
チルプロピレンジアミンジクロライド等のアンモニウム型；アルキルジメチルベンザルコ
ニウムクロライド、ベンゼトニウムクロライド等のベンザルコニウム型を挙げることがで
きる。
【００２９】
　両イオン性界面活性剤としてはジアルキルジアミノエチルベタイン、アルキルジメチル
ベンジルベタイン等のベタイン型を挙げることができる。
【００３０】
　また、結合剤としてはベントナイト、カゼイン、ゼラチン、デンプン、デキストリン、
リグニンスルホン酸塩、アルギン酸塩、アラビアゴム、キサンタンガム、カルボキシメチ
ルセルロース、メチルセルロース、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン等を例
示することができる。
【００３１】
　その他の補助剤として、崩壊性調節剤、凍結防止剤、防腐剤、流動性改良剤、消泡剤、
保湿剤、拡展剤、耐雨性付与剤等を挙げることができる。
【００３２】
　上記の担体及び界面活性剤、結合剤や種々の補助剤は、製剤の剤型、適用場面等を考慮
して、目的に応じてそれぞれ単独で又は組み合わせて適宜使用することができる。
【００３３】
　製剤は、一般に、（ａ）の除草性化合物と（ｂ）の化合物を合計で０．１～９５重量％
、好ましくは０．５～９０重量％の濃度で含有することができる。
【００３４】
　本発明の組成物は、雑草を防除するためにそのままあるいはその製剤の形態で使用する
ことができ、また、使用時にタンク混合することも可能であり、更に、他の公知の活性化
合物、特に通常使用される活性化合物、例えば、殺菌剤、殺虫剤、植物生長調整剤、植物
栄養剤、土壌改良剤、肥料等を配合することも可能である。
【００３５】
　本発明の組成物は、そのまま、あるいはそれら製剤の形態で、又は該製剤から更に希釈
して調製した施用形態、例えば、散布用調製液（ｒｅａｄｙ－ｔｏ－ｕｓｅ　ｓｏｌｕｔ
ｉｏｎ）、乳剤、懸濁剤、粉剤、水和剤又は粒剤の形態で使用することができる。これら
の形態のものは通常の方法、例えば、液剤散布（ｗａｔｅｒｉｎｇ）、噴霧（ｓｐｒａｙ
ｉｎｇ，ａｔｏｍｉｚｉｎｇ）、散粉、散粒等の方法で水田に施用することができる。
【００３６】
　本発明の組成物は、植物の発芽前及び発芽後のいずれにも、使用することができる。ま
た本発明によれば、（ａ）の除草性化合物の施用前又は施用後に、（ｂ）の化合物を施用
することによっても薬害軽減を達成することができる。
本発明において、施用し得る該組成物の量は実質的な範囲で変えることができる。その施
用量は、例えば、（ａ）の除草性化合物と（ｂ）の化合物の合計量として０．０１～１０
ｋｇ／ｈａ、好ましくは０．５～５ｋｇ／ｈａの範囲内とすることができる。
【００３７】
　本発明による組成物の優れた効果を以下の実施例により更に具体的に説明する。しかし
、本発明はこれらのみに限定されるべきものではない。
【実施例】
【００３８】
生物試験例及び製剤例
供試化合物
（ａ）：テフリルトリオン
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（ｂ－１）：１，２－ベンゾイソチアゾリン－３－オンのＮａ塩
（ｂ－２）：プロベナゾール
（ｂ－３）：フタルイミド
（ｂ－４）：ベンズアミド
（ｂ－５）：２－ヒドロキシベンゾチアゾール
（ｂ－６）：２－ベンゾオキサゾリノン
（ｂ－７）：２Ｈ－１，４－ベンゾオキサジン－３（４Ｈ）－オン
（ｂ－８）：イサト酸無水物
（ｂ－９）：ヘキサメチレンテトラミン
（ｂ－１０）：シュウ酸カリウム
（ｂ－１１）：バニリン
（ｂ－１２）：バニリン酸
（ｂ－１３）：エチルバニリン
【００３９】
試験例１　薬害軽減作用効果試験（Ｉ）
試験方法
５０ｍＬ容積の規格瓶に、化合物（ａ）１ｐｐｍ及び化合物（ｂ）に属す供試化合物２０
ｐｐｍを含有した各薬液３０ｍＬを入れた。
２．０－２．２葉期のイネ根部を１ｃｍにカットした後、薬液に浸漬し、グロースキャビ
ネット内（温度２５℃、湿度８０％、照射光量６ＫＬｘ、１２時間明暗）で３日間静置し
た。静置期間中に蒸散する水については暫時３０ｍＬになるよう、水の補給を行なった。
３日後にイネを取り出し、イネに付いた薬液を水で洗い流した後、肥料を含有した水耕液
（３０ｍＬ）に移し変え、グロースキャビネット内（温度２５℃、湿度８０％、照射光量
６ＫＬｘ、１２時間明暗）で生育させた。
調査は薬液への浸漬から１２日後に、肉眼観察により、化合物（ｂ）の各薬液処理区のイ
ネの茎葉部と根部を観察した。
評価は下記の基準に従って行なった。

＋＋＋；無添加と同等の生育。根の発根、及び茎葉部・根部の生育が促進された。
＋＋；　化合物（ａ）単剤と比較し、根の発根、及び茎葉部・根部の生育が促進された。
＋；　　化合物（ａ）単剤と同程度であった。
－；　　化合物（ａ）単剤より抑制された。

試験結果を第１表に示す。
【００４０】
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【表１】

【００４１】
試験例２　薬害軽減作用効果試験（ＩＩ）
試験方法：
コイトトロン（人工気象機）及び温室に、水田土壌を充填した１／５，０００ａワグネル
ポットに設置した。コイトトロンの温度設定は、移植時～１４日後まで；１３℃（１２時
間）－１５℃（１２時間）、１４日以降は；２０℃（１２時間）－２５℃（１２時間）、
の日較差を設定した。温室はポットを設置したベンチ内の水を冷却し、移植時～１４日後
まで；平均１２．５℃、１４日以降は冷却を停止し；平均２１．８℃とした。
水稲苗（品種；日本晴れ、２．２－２．６葉期）を、移植深度２ｃｍで、１ポット当たり
３本移植した。移植後３ｃｍの湛水状態にし、試験期間中その水位を保った。　
移植５日後に、化合物（ａ）の３％粒剤、および化合物（ａ）に所定濃度の化合物（ｂ）
の添加された各粒剤の所定量をそれぞれの試験ポットに湛水水面施用した。
処理１日後から７日間、０．５ｃｍ／日の漏水処理を行なった。
調査は薬剤処理５週間後に、茎数・根重・茎葉重の計測を行った。
評価は下記の基準に従って、行なった。

化合物（ａ）単剤を１００％とした、比較％で表記する。

１００％超し；　化合物（ａ）単剤処理より、薬害が軽減された。　
１００～９０％； 化合物（ａ）単剤処理より、影響が認められたが回復性が望め、収量
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等に影響がない。
９０～８０％；　化合物（ａ）単剤処理より、強めの影響が認められた。
８０％未満；　　化合物（ａ）単剤処理より、明らかに強めの影響が認められた。

試験結果を第２表に示す。
【００４２】
【表２】

【００４３】
製剤例１（押し出し粒剤）
　化合物（ａ）　３重量部、化合物（ｂ－２）　０．１重量部、ナトリウムベントナイト
（モンモリロナイト）　３０重量部、トリポリリン酸ナトリウム　１重量部、リグニンス
ルホン酸塩　３重量部及び炭酸カルシウム　６１．４重量部の混合物に、ジアルキルスル
ホコハク酸ナトリウム塩　０．５重量部、ポリカルボン酸ナトリウム塩　１重量部を含む
水　２５重量部を加えて良く捏化し、押し出し式造粒機により５００－１７００ミクロン
の粒状とし、８０℃で乾燥し粒剤とした。
【００４４】
製剤例２（押し出し粒剤）
　化合物（ａ）　３重量部、化合物（ｂ－２）　０．１重量部、ナトリウムベントナイト
（モンモリロナイト）　３０重量部、ヘキサメタリン酸ナトリウム　２重量部、クレー　
６０．２重量部の混合物に、ジアルキルスルホコハク酸ナトリウム塩　０．２重量部、ポ
リオキシアルキレントリスチリルフェニルエーテル硫酸ナトリウム塩　４重量部、ポリカ
ルボン酸ナトリウム塩　０．５重量部を含む水　２２重量部を加えて良く捏化し、押し出
し式造粒機により５００－１７００ミクロンの粒状とし、８０℃で乾燥し粒剤とした。
【００４５】
製剤例３（微粒剤）
　０．２－０．７ｍｍの粒度分布を有する粘度鉱物粒　７３．２重量部を容器回転型混合
機に入れ、回転下に液体希釈剤　１０重量部と共に化合物（ａ）　１５重量部、化合物（
ｂ－２）　０．３重量部を噴霧し、ホワイトカーボン　１．５重量部を加えて、微粒剤と
する。
【００４６】
製剤例４（フロアブル剤）
　化合物（ａ）　６重量部、化合物（ｂ－２）　０．１重量部、プロピレングリコール　
１０重量部、ポリオキシアルキレントリスチリルフェニルエーテル　５重量部、キサンタ
ンガム　１重量部、シリコーンオイルエマルション　０．１重量部及び水　７７．８重量
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する。
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